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 Relatório Descritivo da Patente de Invenção para "DEPÓSITO 

DE CROMO FUNCIONAL CRISTALINO, SEU PROCESSO DE ELET RO-

DEPOSIÇÃO, E BANHO DE ELETRODEPOSIÇÃO". 

CAMPO TÉCNICO 

 A presente invenção refere-se, em geral, a cromo cristalino ele-5 

trodepositado, depositado por banhos de cromo trivalentes, métodos para 

eletrodepositar esses depósitos de cromo e artigos com esses depósitos de 

cromo aplicados nos mesmos.  

ANTECEDENTES 

 A eletrodeposição começou no início do século XX ou final do 10 

século XIX e proporciona um revestimento de superfície funcional, superior, 

no que se refere à resistência tanto ao desgaste como à corrosão. Porém, 

no passado, esse revestimento superior, como um revestimento funcional 

(em oposição a um revestimento decorativo) só era obtido de banhos de gal-

vanoplastia de cromo hexavalente. Cromo eletrodepositado de banho de 15 

cromo hexavalente é depositado em uma forma cristalina, a qual é altamente 

desejável. Formas amorfas de revestimento de cromo não são úteis. A quí-

mica que é usada na tecnologia atual está baseada em íons de cromo hexa-

valente, que são considerados carcinogênicos e tóxicos. Operações de re-

vestimento de cromo estão sujeitas a restrições ambientais rígidas e seve-20 

ras. Embora a indústria tenha desenvolvido muitos métodos de trabalho com 

cromo hexavalente para reduzir os riscos, tanto a indústria como a ciência 

vêm buscando, há muitos anos, uma alternativa apropriada.  

 Dada a importância e a superioridade de revestimento de cromo, a 

fonte alternativa de cromo mais óbvia para revestimento com cromo é cromo 25 

trivalente. Sais de cromo trivalente oferecem muito menos riscos à saúde e ao 

meio ambiente do que compostos de cromo hexavalentes. Muitos banhos de 

eletrodeposição de cromo trivalente diferentes têm sido tentados e testados ao 

longo dos anos. Mas, nenhum desses banhos de cromo trivalente conseguiu 

produzir um depósito de cromo confiavelmente uniforme, que fosse comparável 30 

ao que é obtido de processos de eletrodeposição de cromo hexavalente.  

 Cromo hexavalente é muito tóxico e está sujeito a controles re- 
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REIVINDICAÇÕES 

 1. Depósito de cromo funcional cristalino, caracterizado pelo fato de 

que apresenta um parâmetro de retículo cristalino de 2,8895 ± 0,0025 Å, e que 

compreende: 

 de 1% em peso a 10% em peso de enxofre,  5 

 de 0,1% em peso a 5% em peso de nitrogênio, e  

 de 0,1% em peso a 10% em peso de carbono. 

 2. Depósito de cromo funcional cristalino, de acordo com a reivindi-

cação 1, caracterizado pelo fato de que é eletrodepositado a partir de um ba-

nho de cromo trivalente. 10 

 3. Depósito de cromo funcional cristalino, de acordo com a reivindi-

cação 1 ou 2, caracterizado pelo fato de que está substancialmente livre de 

macrofissuras.  

 4. Depósito de cromo funcional cristalino, de acordo com qualquer 

uma das reivindicações 1 a 3, caracterizado pelo fato de que apresenta uma 15 

orientação preferida {111}. 

 5. Processo para eletrodeposição de um depósito de cromo funcio-

nal cristalino, como definido em qualquer uma das reivindicações 1 a 4, sobre 

um substrato, caracterizado pelo fato de que compreende: 

 prover um banho de galvanoplastia, que compreende cromo triva-20 

lente, um aditivo orgânico, uma fonte de nitrogênio e pelo menos uma fonte de 

enxofre divalente, um pH na faixa de 5 a 6, e que é substancialmente livre de 

cromo hexavalente;  

 imergir um substrato no banho de galvanoplastia; e  

 aplicar uma corrente elétrica durante um tempo suficiente para de-25 

positar um depósito de cromo funcional cristalino sobre o substrato, sendo que 

o dito depósito de cromo funcional é cristalino conforme depositado, sendo que 

o dito depósito de cromo cristalino apresenta um parâmetro de retículo cristali-

no de 2,8895 ± 0,0025 Å e compreende, ainda, carbono, nitrogênio e enxofre, e 

sendo que a fonte de enxofre divalente compreende um ou mais de metionina, 30 

cistina, tiomorfolina, ácido tiodipropanóico, tiodietanol, cisteína, sulfeto de alila, 

ácido tiossalicílico e ácido 3,3’-ditiodipropanóico.  
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 6. Processo, de acordo com a reivindicação 5, caracterizado pelo 

fato de que a fonte de nitrogênio compreende hidróxido de amônio ou um sal 

de amônio de uma amina primária, secundária ou terciária.  

 7. Processo, de acordo com a reivindicação 5 ou 6, caracterizado 

pelo fato de que o depósito de cromo funcional cristalino não forma macrofissu-5 

ras quando aquecido até uma temperatura de até 300°C. 

 8. Banho de eletrodeposição para eletrodepositar um depósito de 

cromo funcional cristalino, como definido em qualquer uma das reivindicações 

1 a 4, caracterizado pelo fato de que compreende: 

 uma fonte de cromo trivalente, com uma concentração de pelo me-10 

nos 0,1 molar e que é substancialmente livre de cromo hexavalente adicionado; 

 um aditivo orgânico; 

 uma fonte de nitrogênio; 

 uma fonte de enxofre divalente, que compreende um ou mais de 

metionina, cistina, tiomorfolina, ácido tiodipropanóico, tiodietanol, cisteína, sul-15 

feto de alila, ácido tiossalicílico e ácido 3,3’-ditiodipropanóico; 

 um pH na faixa de 4 a 6; 

 uma tempertura de serviço na faixa de 35°C a 95°C; e 

 uma fonte de energia elétrica aplicada entre um anodo e um cato-

do, imersos no banho de eletrodeposição. 20 

 9. Banho de eletrodeposição, de acordo com a reivindicação 8, ca-

racterizado pelo fato de que a fonte de energia elétrica é capaz de fornecer 

uma densidade de corrente de pelo menos 10 A/dm2, com base em uma área 

do substrato a ser revestido. 

 10. Banho de eletrodeposição, de acordo com a reivindicação 8 ou 25 

9, caracterizado pelo fato de que o aditivo orgânico compreende um ou mais de 

ácido fórmico ou um sal do mesmo, um aminoácido ou um tiocianato. 

 11. Banho de eletrodeposição, de acordo com a reivindicação 8, 

caracterizado pelo fato de que a fonte de nitrogênio compreende hidróxido de 

amônio ou um sal do mesmo, uma amina de alquila primária, secundária ou 30 

terciária, na qual o grupo alquila é uma C1-C6-alquila, um aminoácido, uma hi-

dróxi amina, ou alcanolaminas poliídricas, sendo que os grupos alquila na fonte 
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de nitrogênio compreendem grupos C1-C6-alquila. 
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